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Исследование фотокаталитической деструкции органического красителя родамина Б в водном рас-
творе при экспонировании УФ-излучением в присутствии образцов TiO2 – Si показывает эффектив-
ность разложения, сопоставимую с таковой для тонкопленочных образцов, полученных из тех же золей 
без модификации, а также гетероструктур TiO2 – g-C3N4 [19]. 

Для пленок TiO2, синтезированных при температуре отжига 550 °С, характерна более активная тем-
новая адсорбция (рис. 3, а), при этом после деструкции сорбированного красителя разложение замед-
ляется. Для пленок TiO2, синтезированных при температуре отжига 850 °С, темновая адсорбция выра-
жена меньше, но разложение идет лучше благодаря образованию смеси фаз, в том числе за счет более 
активной абсорбции УФ-излучения рутилом. Дополнительным фактором повышения эффективности 
разложения красителя является выраженная гидрофобность рутила, которая придает поверхности мате-
риала свойства самоочистки, что для водных растворов выражается в повышении процента разложения 
красителя и наблюдаемом изменении характера кривой фотокаталитической деструкции [20; 21]. Стоит 
отметить, что для всех пленок зафиксировано повышение фотокаталитической активности при увеличе-
нии концентрации тиокарбамида, причем для пленок, синтезированных при температуре 850 °С, данная 
зависимость выражена сильнее. Авторы полагают, что это может быть связано с формированием разви-
той поверхности пленки TiO2 в процессе удаления газообразных продуктов термической декомпозиции 
тио карбамида из ксерогеля в процессе отжига. Косвенно это подтверждает анализ темновой адсорбции: 
увеличение концентрации тиокарбамида в ксерогелях с последующим отжигом при температуре 850 °С 
приводит к увеличению темновой адсорбции красителя. В случае отжига при температуре 550 °С на-
блюдается обратная ситуация, которая может быть объяснена меньшей скоростью газоотделения и, со-
ответственно, менее развитой поверхностью.

Заключение
Из суспензий на основе бескислотного золя – предшественника TiO2 и тиокарбамида, используемого 

в качестве агента для темплатного синтеза, получены пленочные фотокатализаторы на монокристалли-
ческом кремнии, обладающие развитым макроскопическим рельефом поверхности. Как показал анализ 
спектров КРС, повышение температуры отжига ксерогелей TiO2 c 550 до 850 °С способствует увели-
чению содержания фазы рутила в готовых пленках, а также понижению температуры деструкции об-
разующегося в системе CS(NH2 )2 – TiO2 графитоподобного нитрида углерода, что может быть связано 
с каталитическим эффектом присутствующего анатаза. Все полученные структуры TiO2 – Si демонстри-
руют фотокаталитическую активность в отношении тестового органического загрязнителя – красителя 

Рис. 3. Кинетика разложения родамина Б в водном растворе  
при экспонировании УФ-излучением (длина волны 365 нм) в присутствии образцов TiO2 – Si,  

сформированных отжигом при температуре 550 °С (а) и 850 °С (б ).  
Область темновой выдержки (30 мин) отмечена серой заливкой

Fig. 3. Kinetic of photocatalytic destruction of Rhodamine B  
in the aqueous solution under the UV irradiation (wavelength 365 nm) in the presence  

of the TiO2 – Si samples fabricated by annealing at temperature of 550 °С (а) and 850 °С (b). 
The dark exposure area (30 min) is marked with a gray fill


